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می΋ند سرمایه�گذاری کرانه�ای ِ فرابنفش یِ ͳرافΎُلیت در اینت̃ل

یِ ͳرافΎ̃لیت ِ شرکت یِ پژوهشها در جهان) در کامپیوتر یِ تراشه یِ سازنده (بزرگترین [1] اینت̃ل است قرار

با کار یِ برا ͳی روشها ِ باراوردن پزوهشها این ِ هدف Έی کند. سرمایه�گذاری هلند از [2] آاˡم�اˡس�اˡل

می΋نند. کار 300 mm ِ قطر با ͳی وِیف̃رها با تراشه ِ تُلید ِ صنای΄ فعلَن است. 450 mm ِ قطر با ͳی وِیف̃رها

که ی طولِ�مˇ; کوتاهترین فعلَن است. کرانه�ای ِ فرابنفش با ͳرافΎُلیت یِ روشها ِ باراوردن دیΎر ِ هدف

.[3] است 20 nm ِ طولِ�مˇ; به رسیدن هدف است. 193 nm میرود کار به ͳرافΎُلیت در
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